
ICS17.040.20
J04

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T31227—2014

原子力显微镜测量
溅射薄膜表面粗糙度的方法

Testmethodforthesurfaceroughnessbyatomicforcemicroscope
forsputteredthinfilms

2014-09-30发布 2015-04-15实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国科学院提出。
本标准由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本标准起草单位:上海交通大学、纳米技术及应用国家工程研究中心。
本标准起草人:李慧琴、梁齐、路庆华、何丹农、张冰。
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引  言

  溅射技术因其能够使材料均匀致密并且大面积地按照合适的比例镀在基体表面上,而得到广泛运

用,形成的薄膜表面粗糙程度对其光、电性能具有很大影响。由于其粗糙度一般处于纳米尺度,但目前

已有的国家标准和国际标准都是大于微米尺度的测量方法标准,不适用这种材料表面粗糙度的测量。
原子力显微镜利用一尖锐探针接触到样品表面,得到表面的高度信息,达到了纵向上优于0.1nm,横向

上优于1nm的分辨率。用原子力显微镜来测量溅射薄膜的表面粗糙度,平均标准偏差可以达到1nm,
因而适合这种薄膜表面粗糙度的测量。
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原子力显微镜测量
溅射薄膜表面粗糙度的方法

1 范围

本标准规定了使用原子力显微镜(AFM)测量表面粗糙度的方法。
本标准适用于测量溅射成膜方法生成的、平均粗糙度Ra 小于100nm的薄膜。
其他非溅射薄膜的表面粗糙度的测量可以参考此方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T27760—2011利用Si(111)晶面原子台阶对原子力显微镜亚纳米高度测量进行校准的方法。

3 术语和定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T27760—2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
原子力显微镜 atomicforcemicroscope
利用Si(111)晶面原子台阶对原子力显微镜亚纳米高度测量进行校准的方法。

3.1.2 
溅射薄膜 sputteredthinfilms
利用溅射工艺在某种基体上形成的均匀的膜。

3.1.3 
探针污染 tipcontaminated
探针针尖的表面吸附上了其他物质,造成了针尖的污染。

3.2 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件(见表1)。

表1 符号和缩略语

缩写和符号 说明 单位

AFM 原子力显微镜(AtomicForceMicroscope)

Mica 云母片,用于AFM的x-y方向的原子级分辨的校正

Ra 平均粗糙度 nm

Rq 均方根偏差粗糙度 nm
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